1 REM-Aufnahmen von AR-plas® Nano-
strukturen auf Ultrason® und PMMA.

2 Transmission von PMMA mit und ohne
AR-plas® - Entspiegelung.

3 Ultrasonscheibe, rechte Hélfte durch
Nanostruktur AR-plas® entspiegelt.
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AR-PLAS® ENTSPIEGELUNG
VON KUNSTSTOFFEN DURCH

PLASMAATZEN

Kostengunstig abformbare transparente
Polymere werden heute fir viele optische
Anwendungen eingesetzt. Die Entspie-
gelung der Oberflachen ist dafir eine
Grundvoraussetzung. Auf kompliziert
geformten oder gekrimmten Oberflachen
kann jedoch durch das Aufbringen von
Interferenzschichten im Vakuum wegen
der unterschiedlichen Einfallswinkel nur
eine ungenlgende Reflexminderung
erzielt werden.

= Erzeugung von reflexmindernden
Strukturen im Niederdruck-Plasmaprozess

= breitbandige Entspiegelungswirkung
auch fir groBe Lichteinfallswinkel

= reinigungsbestandige Oberflachen

= schnelle und kostengunstige Technik

= Entspiegelung von Musterteilen
= Lizenzvergabe fur die patentierte
Technologie AR-plas®

= Materialien u.a.: PMMA, Zeonex, Zeonor,
Ultrason, PET, TAC, Trogamid

= spritzgegossene Kunststoffteile

= durch HeiBpressen und Pragen herge-
stellte Optiken, insbesondere auch mit
gekrimmten und vorstrukturierten
Oberflachen

= Folien

= Lacke

Das Verfahren ist geeignet flr Oberflachen
ohne hohe Anforderungen an die
Kratzfestigkeit bzw. fur geschitzt im
Bauteil liegende Flachen.



